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Znak

o Misto konani staze: Technicka univerzita
v Lodz1

o Zajimavostl o meste :

» Treti nejvetsi polské mésto, hlavni mesto
Lodzského vojvodstvi, evropské centrum
textilniho prumyslu (19. stoleti)




Fabryka inzenyrow XXI wieku
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ZKOUMANI TENKYCH VRSTEV TiC

Zkoumané vrstvy TiC naneseny metodou RF
PACVD na substrat z vanadové ocell.

SCRATCH TEST

zakladni a nejrozsirenéjsi zkouskou pro sledovani adheze
systému tenka vrstva — substrat

UMT Multi-Specimen Test System
je Uspésne vyuzivan na
tribologické testovani zeleznych a
nezeleznych kovu, plastu,
keramiky, papirt, kompozitu,
tenkych a tlustych vrstev, stejne
tak jako pevnych a kapalnych
lubrikanti, oleji a maziv.




Acoustic Emission

o Samotnému testu predchazelo prednastaveni meériciho
zarizeni a zarizeni na snimani povrchu.

o Pripojeny snimace: snimac pusobici sily, snimac
akustickych vin a snimac frikéniho koeficientu

o Na kazdém vzorku byly vytvoreny postupné narustajici
silou tr1 vrypy, na kazdém vrypu bylo cilem zjistit, pr1 jaké
pusobici sile dojde k poruseni adheznich sil a tim
k poruseni povrchové tenké vrstvy.

o Spravnost vysledki byla potvrzena shodou zmény
proménnych hodnot v case zacatku poruseni vrstvy, shoda
byla pozorovana na frikénim koeficientu, na nartstu
akustického vinéni.
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ZKOUMANI STABILITY PLAZMOVEHO
VYBOJE

o Plazmovy vyboj vytvoren ve vakuovaném prostoru za
soucasného privodu reakcniho plynu (Ar, CH4)
o Metoda RF PA CVD
Zmeéna vstupnich parametri:
' *vykon P [W]
m - velikost katod- ¢im mensi,tim vétsi

&7 potenciél plazmatu.
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1100 1457 13 Ok
1150 1490 17 Ok
1200 1524 25 Ok




MAGNETRONOVE NAPRASOVANI

Bombardovani terce energetickymi casticemi,material terce se
rozprasuje a tento rozpraseny material se deponuje v rostouci
tenké vrstve.

Pro depozice vrstev obsahujicich vodivé materialy, které
nejsou efektivné dosazitelné jinymi, napriklad chemickymi,
metodami nanaseni vrstev.

Samotny systém pro magnetronové naprasovani se sklada z
jednoduché vakuové komory, ktera je cerpana na vysoké
vakuum.

Obvykly pracovni tlak v komore je okolo jednoho pascalu.

Uvnitr komory je usazen terc zvoleného slozeni a umistén je
drzak substratu (samotny povlakovany povrch).

Terc zapojen jako katoda a na néj se privadi napéti.
Do komory se pripousti pracovni plyn (Argon)

Pred tercem se po privedeni napeti zapali v argonu doutnavy
vyboj (plazma). Vyboj se projevi jako zdroj svetla. Argonove
lonty bombarduji povrch terce, material se rozprasuje a je
deponovan na substrat. Pod materidlem terce je umistén silny
magnet, ktery je chlazeny vodou. Pritomnost magnetického
pole zefektiviuje 1lonizaci argonu v plazmatu a ve svem
dusledku zlepsuje rozprasovani.



Rozprasovani

Pokud se do komory pripousti spolu s pracovnim plynem
jesté plyn reaktivni, napriklad kyslik nebo dusik, za
vhodné nastavenych podminek budou rist oxidové nebo
nitridové vrstvy rozprasovaného kovu z terce. Mluvime pak

nevodivych
vysokofrekvencéniho signalu, ktery dokaze rychle vybijet
hromadici se elektrické naboje.

materialu

o reaktivnhim magnetronovém naprasovani.

Nevyhodou reaktivniho magnetronového naprasovani je ale

nalezeni a udrzeni vhodnych depozi¢nich podminek.

Test Nr.1- 1st cathode (middle sized) with ring
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Plasma stability
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 Tvorba tenkych vrstev hydroxylapatitu na podklad
7 titan-chrom-vanadové ocel.

Cil pokusu: vytvoreni vrstvy s ruznou strukturou — spodni
vrstva krystalicka, svrchni amorfni.
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